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■ はじめに 
アゾベンゼンは、紫外光を照射することでトランス体から

シス体に、可視光を照射することでシス体からトランス体に
構造を変化させる光応答性物質である。ある種のアゾベン
ゼン結晶は紫外光を照射することで液化し、その後可視
光を照射することで結晶化することが知られている[1]。 

我々の研究室では3,3’-ジメチルアゾベンゼンの結晶に
紫外光と可視光をガラス板上の異なる方向から同時に照
射することで、紫外光の光源から遠ざかる方向へと結晶が
移動する現象を見出しており[2]、この現象は物質の精密
な輸送などへの応用可能性が期待される。本研究では、
様々な基板において、結晶が移動する速度などの変化を
比較することで、基板表面の変化が結晶移動に与える影
響について検討した。 
 
■ 活動内容 
１．実験方法 

(a)基板 
結晶を載せる基板としてガラスに異なる表面処理を4種

類行った(親水処理1種類、疎水処理2種類、テフロンコー
ティング)。さらに、金基板を疎水処理した基板も作成した。
これらの基板を評価するため、各基板の水に対する接触
角を測定した。 

(b)結晶移動 
サンプルとして25 mのふるいを通した3-3’ジメチルア

ゾベンゼンの微結晶を、作製した基板に散布した。基板に
紫外光(365 nm)と可視光(465 nm)を反対方向かつ水平面
に対して30°から同時に照射した状態で、1分間ごとに共
焦点レーザー顕微鏡で連続して合計30分間測定を行っ
た。この測定結果をもとに結晶の移動速度について解析
を行った。 
 
２．結晶移動 
  (a)ガラス基板 

ガラスに表面処理を施した基板については水の接触角
が低い(親水性が高い)基板ほど結晶の移動速度が大きい
ことが分かった。また、表面に配向性があるテフロンコー
ティングを行った基板は結晶移動の方向によって結晶の
移動速度や形に大きな違いがみられることが分かった。 
 

 
 

 (b)金基板 
親水性が低いにもかかわらず高い移動速度を示すこと

が分かった。このことからガラス基板上とは異なった条件
で結晶移動が起こると考えられる。そこで、結晶移動の最
適条件を見出すために、紫外光と可視光の光量を変化さ
せた様々な条件で移動測定を行った。 
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図 2 光照射前(上)、15 分後(中央)、30 分後(下)の
結晶の顕微鏡写真  

図 1 光誘起結晶移動現象の概略図 [2] 
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